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前  言
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氯硅烷中碳杂质的测定方法
甲基二氯氢硅的测定

1 范围

本标准规定了氯硅烷中碳杂质的测定方法,主要包括三氯氢硅中甲基二氯氢硅的测定和四氯化硅

中甲基二氯氢硅的测定。
本标准适用于三氯氢硅中甲基二氯氢硅的测定和四氯化硅中甲基二氯氢硅的测定。三氯氢硅、四

氯化硅中甲基二氯氢硅的检测范围均为0.00001%~1.00%。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4844.3 高纯氦

3 方法原理

本标准采用1,2-二氯乙烷作为内标物,利用气相色谱-质谱仪(GC-MS)测定三氯氢硅和四氯化硅

中甲基二氯氢硅的含量。气相色谱-质谱仪通过极性毛细管色谱柱将三氯氢硅或四氯化硅的主体和碳

杂质分开,确定其保留时间。利用吹扫装置将气相色谱分离后的三氯氢硅或四氯化硅主体排出,将碳杂

质导入质谱仪进行分析。用气相色谱-质谱仪的定性模式对样品三氯氢硅和四氯化硅中碳杂质进行全

扫描分析,仅发现有甲基二氯氢硅离子峰的存在,因此本标准主要对三氯氢硅或四氯化硅中的甲基二氯

氢硅进行分析。

4 试剂和材料

除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的试剂或材料。

4.1 高纯氦气,应符合GB/T4844.3的规定。

4.2 甲基二氯氢硅,色谱纯。

4.3 1,2-二氯乙烷,色谱纯。

4.4 正辛烷,色谱纯。

4.5 三氯氢硅,光谱纯。

4.6 四氯化硅,光谱纯。

5 仪器与设备

5.1 气相色谱-质谱仪

在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标者均可使用:

a) 气相色谱各温度控制:温度范围优于20℃~300℃;
1

YS/T987—2014




